
超精密表面平坦化设备
第一代

Si Ga

第二代 第三代 第四代

GaAs InP
LT LN

SiC
GaN

Ga2O3
Diamond

CARE

催化材料表面基准蚀刻机 CARE
Catalyst Referred Etching

0.1纳米级加工 无产生加工变质层



加工平台 加工原理

加工案例

洁芯半导体装备（深圳）有限公司

电脑官网 手机官网

CARE

基准面
基准面

催化材料 可反应领域

工 件 只是去除
凸部

无加工凹部

摇动

加工前 加工中 加工后

不产生加工变质层

纯水

催化反应
催化反应

从最上面的原子
开始依次去除

加压

氧化铝 氧化硅 石英 单晶硅 铌酸锂


